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Patentanspriiche:

1. Anordnung zur hochgenauen Positionierung ebener Objekte, bestehend aus einer Grundplatte und
einer auf Kugeln gelagerten Tischplatte, einem Objekthalter und zwei orthogonal angeordneten
Spiegelstreifen zur Reflexion der MeRstrahlen von Laser-WegmeRsystemen, gekennzeichnet
dadurch, daB fiir die Aufnahme des Objekthalters (1) und der Spiegelstreifen (2) eine L-férmige
Haltevorrichtung (3) an ihrem Scheitelpunkt und jeweils an ihrem Schenkeln mechanisch mit der
Tischplatte (4) verbunden ist, wobei die Verbindung im Scheitel starr fixiert ist, an einem der
Schenkel in Richtung der einen Koordinate und am zweiten Schenkel in Richtung beider
Koordinaten elastisch zur Tischplatte (4) ausgefihrt ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, daR bei der in Richtung der einen
Koordinate elastisch ausgefiihrten Verbindung seitlich vom Sitz des Verbindungselementes (5) in
der Haltevorrichtung (3) Schiitze (6) zur Querschnittsschwiachung eingefrést sind.

3. Anordnung nach Anspruch 1, gekennzeichnet dadurch, dad bei der in Richtung beider Koordinaten
elastisch ausgefithrten Verbindung konzentrisch zum Sitz des Verbindungselementes (7)inder
Haltevorrichtung (3) ein kreisrunder Einstich (8) zur Querschnittsschwéchung eingearbeitet ist.

Hierzu 2 Seiten Zeichnungen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur hochgenauen Positionierung ebener Objekte, insbesondere Halbleiterscheiben und
Schablonen fiir einen Prazisionskoordinatentisch in zweidimensionalen MeR- und Bearbeitungsgeréten mit Laser-
WegmeRsystem und ist insbesondere fir den Einsatz in der Mikroelektronik geeignet.

Charakteristik des bekannten Standes der Technik

Aus der Fach- und Patentliteratur sind Anordnungen zur Positionierung ebener Objekte fir Prazisionskoordinatentische mit
Laser-WegmeRsystemen der Art bekannt, daR sie eine iber Kugeln auf einer Grundplatte rollende Fiihrungsplatte besitzen. Auf
der Fiihrungsplatte befinden sich der Objekttrager und hochebene Spiegelstreifen, an denen die MeBstrahlen der Laser-
WegmeRsysteme reflektiert werden. Problematisch an diesen Lésungenist, dafR die Fiihrungsplatte bei ihrer relativen Bewegung
zu den sie stitzenden Kugeln durch die Massen des Objekttragers und der Spiegelstreifen sowie durch ihre Eigenmasse
elastischen Biegeverformungen unterliegt. Es verdndert sich der Abstand zwischen Objekt und Spiegeln unkontrollierbar, was
sich als MeRfehler darstellt und weitreichende Korrekturen wihrend des MeR- oder Bearbeitungsvorganges erfordert.

Inder DD 261866 wird eine Anordnung zur Positionierung ebener Objekte fiir Prazisionskoordinatentische aufgezeigt, die
ebenfalls eine tiber Kugeln zur Grundplatte gelagerten Fihrungsplatte besitzt. Objekttrdger und Spiegelstreifen sind auf einer
Zwischenplatte angeordnet, die sich auf der Filhrungsplatte Giber vorzugsweise drei Kugeln abstiitzt. Die Ubertragung horizontal
wirkender Kréfte oder Biegemomente von der Fithrungs- auf die Zwischenplatte wirdzwar eingeschrénkt, jedoch treten auch hier
noch o.g. Biegeverformung und die damit verbundenen MeRfehler und daraus resultierenden notwendigen Korrekturen des
Abstandes zwischen Objekt und Spiegel auf. AuRerdem ist die Masse der Zwischenplatte, die aus Stabilitatsgriinden grof sein
muB, beziiglich der Positionierbarkeit nachteilig.

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist eine Anordnung zur hochgenauen Positionierung ebener Objekte, die bei einem unkomplizierten Aufbau
und einem geringen Bauvolumen und Masse die Erzeugung, Vermessung oder Kontrolle von Mikrostrukturen ohne Korrekturen
wihrend des Bearbeitungs- und MeBvorganges gewéhrleisten.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung zur hochgenauen Positionierung ebener Objekte fiir Prazisions-
Koordinatentische mit Laser-WegmeRsystemen zu schaffen, welche elastische Biegeverformungen der Tischplatte ausgleicht
bei gleichzeitiger Reduzierung der zu bewegenden Masse. ErfindungsgemaB wird die Aufgabe fiir die Anordnung zur
hochgenauen Positionierung ebener Objekte, bestehend aus einer Grundplatte und einer auf Kugeln gelagerten Tischplatte,
einem Objekthalter und zwei orthogonal angeordneten Spiegelstreifen zur Reflexion der Mefstrahlen von Laser-
WegmeBsystemen, dadurch geldst, daB fir die Aufnahme des Objekthalters und der Spiegelstreifen eine L-férmige
Haltevorrichtung an ihrem Scheitelpunktund jeweils an ihren Schenkel mechanisch mit der Tischplatte verbunden ist, wobei die
Verbindung im Scheitel starr fixiert, an einem der Schenkel in Richtung der einen Koordinate und am zweiten Schenkel in
Richtung beider Koordinaten elastisch zur Tischplatte ausgefiihrt ist. Giinstige Ausgestaltungen der Losung konnen darin
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bestehen, daf bei der in Richtung der einen Koordinate elastisch ausgefiihrten Verbindung seitlich vom Sitz des
Verbindungselementes in der Haltervorrichtung Schlitze zur Querschnittsschwiichung eingefrist und daB bei der in Richtung
beider Koordinaten elastisch ausgefiihrten Verbindung konzentrisch zum Sitz des Verbindungselementes in der
Haltevorrichtung ein kreisrunder Einstich zur Querschnittsschwéchung eingearbeitet ist.

Die Vorteile der erfindungsgemifRen Lésung bestehen darin,

— daf horizontal wirkende Kréfte oder Biegemomente der Tischplatte ausgeglichen werden,

- daB damit der Abstand zwischen Objekt und Spiegelstreifensystem konstant bleibt,

- dafB diesbezlglich Korrekturen wihrend des MeB- oder Bearbeitungsvorganges nahezu ausgeschlossen werden.

Ausfiihrungsbeispiel

Im folgenden soll die Erfindung anhand eines Ausfiihrungsbeispieles niher erldutert werden.
In den dazugehérigen Zeichnungen zeigen

Fig.1: die Prinzipdarstellung
Fig.2und3: Schnittdarstellungen von Einzelheiten.

Aufeiner Tischplatte 4 sind ein Objekthalter 1 und zwei orthogonal angeordnete Spiegelstreifen 2 zur Reflexion der MeBstrahlen
nicht dargestellter Laser-WegmeRsysteme angebracht. Dabei sind Objekthalter 1 und Spiegelstreifen 2 i(iber eine L-formige
Haltevorrichtung 3 an ihrem Scheitelpunkt und jeweils an ihren Schenkeln mechanisch mit der Tischplatte verbunden, wobei die
Verbindung an einem der Schenkel in Richtung einer Koordinate und am zweiten Schenkel in Richtung beider Koordinaten
elastisch zur Tischplatte 4 ausgefiihrt ist. Das wird dadurch erreicht, daR seitlich vom Sitz eines Verbindungselementes 5 in der
Haltevorrichtung 3 Schlitze 6 zur Querschnittsschwiachung eingefrast und konzentrisch zum Sitz des anderen
Verbindungselementes 7 in der Haltevorrichtung 3 ein kreisrunder Einstich 8 zur Querschnittsschwichung eingearbeitet ist, so
daB eine elastische Wirkung in Richtung beider Koordinaten erzielt wird.

Mit dieser Losung wird eine Anordnung zur hochgenauen Positionierung ebener Objekte, insbesondere Halbleiterscheiben und
Schablonen flir einen Prazisionskoordinatentisch in zweidimensionalen MeB- und Bearbeitungsgeriten mit Laser-
WegmeRsystem geschaffen, die elastische Biegeverformungen der Tischplatte ausgleicht und die die Erzeugung, Vermessung
oder Kontrolle von Mikrostrukturen ohne Korrekturen wiahrend des Bearbeitungs- oder MeBvorganges gewihrleistet.
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